
1. はじめに 
  
2. 表面分析と超高真空技術 
 
 2-1 得られたデータを正しく解釈をする前に、正しく測定する必要がある。 
 
  2-1-1 試料の取り扱い 
  2-1-2 試料の前洗浄の必要性 
  2-1-3 試料取り付けに使用する道具、冶具 
  2-1-4 試料の大きさと試料台への取り付け方法 
  2-1-5 真空中におかれた試料の安定性 
  2-1-6 必要とする真空度 
  2-1-7 測定中に考慮すべき物理現象 
 
 
 2-2 超高真空技術 
 
  2-2-1  超高真空排気系 
  2-2-2  なぜ、表面・界面分析に超高真空が必要か？ 
  2-2-3  気体の平均自由行程 
  2-2-4  試料表面に衝突する残留気体分子の数 
  2-2-5  超高真空を作る 
  2-2-6  サンプルハンドリング系 

 

第1章 表面分析技術者のための超高真空技術基礎 
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第2章 真空技術基礎          
 

表面分析技術者のための真空技術基礎 
The basic of vacuum technology for surface analysis engineers 



 

 

大気圧 102 Pa 10-3 Pa 10-7 Pa 

気体の数 

   :    個／cm3 

1019 1016 1011 107 

気体の速度（室
温)         

   ：   m/s 

 

－ 

 

－ 

 

500 

 

500 

平均自由行程 0.1μm 0.1mm １ｍ 10km 

表面第一層が気
体分子で覆われ
るまでの時間 

 
－ 

 
－ 

1秒 104秒 

（およそ3

時間） 

表 それぞれの真空度におけるおおよそのイメージ 

 

低真空 高真空 超高真空 


